__ja sie wysoka $whatloczuloscia,

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

J

100803

CIYILELNIA

Patent dodatkowy

Zgloszomo :

Pierwiszenstwo:

URZAD
PATENTOWY
PRL

do patentu mr ——
11.06.75 (P. 181140)

Zghoszemie ogloszono: 28.02.77
Opis patentowy opublikowano:

Urzeds Puienrowego
Folsard]  Ritoovyuigning Lucowe)

Int. Cl1.2 GO3G 5/04

30.04.1979

Tweércy wynalazku' Bogna Klarner, Krzysztof Schmidt- Szalowskl Jozef
Moczulo, Andrzej Molek

Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska)

Wielowarstwowy element Swiatloczuly zwlaszcza do zastosowan
w elektrofotografii

1

Przedmiotem wymalazku jest wielowarstwowy e-
lement $wiattoczuly, zwiaszcza do zastosowan w
elekit rofotogradfii.

Znane elementy $wiatloczule stosowane w zna-
nej - elektrofotograficznej metodzie zobrazowania
informacji, majace postaé piyt, bebnéw lub tasm,
skladajg sie zazwyczaj z metalowego podloza wy-
konanego najczesSciej z aluminium lub jego sto-
péw, na ktére droga naparowania prézniowego
lub metodami lakierniczymi naniesiona jest cien-
ka warstwa lub uklad warstw z materiatu foto-
przewodzgcego o grubosSci od kilku do kilkudzie-
sigciu mikrometrdéw.

Grubo$é warstwy $wiattoczulej lub $Swiatloczu-
tego mkladu warstw jest jednym z czynnikéw
decydujgcych o wiasciwosciach elektrofotograficz-
nych elementu $wiatloczulego. Musi byé ona tak

dobrana, aby element $wiattoczuly miat dostatecz- -

na wytrzymatosé dielekiryczng. Warstwy S$wiatto-
czule o niewielkiej stosunkowo grubosei odznacza-
wiskutek matej
Wytrzymalos’gfi%gielektfrycznej ulegaja tatwo przebi-
ciom w czasie ladowania w silnym polu elektrycz-
nym. Przebicia te przejawiajace si¢ na kopiach
w postaci czarnych lub biatych kropek, wyste-
puja zwykle w miejscach drobnych nawet odste-
pstw od jednorodno$ci warstwy w kierunku jej
rozcigglosci. Bardzo czesta przyczyna przebié ele-
ktrycznych elementu $wiatloczulego sg tez wady
powierzchni metalowego podloza.
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Istotng cecha podloza jest jego gladkoéé. Nie-
zaleznie od tego, ze powierzchnia podloza pos-
bawiona musi byé np. wgniecen czy innych ma-
kroskopowych wuszkodzer, ghadkosé powierzchni
powinna byé taka, aby $rednia wysoko$é mikronie-
réwnosci nie przekraczala kilku wm. Powierzchnia
styku podloza z warstwa S$wiatloczula musi wiec
byé dokladnie polerowana. Skomplikowany, pra-
cochlonny proces polerowania, oraz klopotliwe wy-
magania dotyczace fransportu i skladowania ob-
robionych podlozy powoduja znaczne podwyzsze-
nie kosztu elementu $wiatloczulego. Z drugiej
strony podwyzszenie gladkosci powierzchni na o-
g6l pogarsza przyczepno$é warstwy $wiatloczulej
do podloza.

Znane s3a np. z japonskiego opisu patentowego
nr 48-27932 elementy $wiatloczule, w ktérych w
celu zwiekszenia wytrzymatosci na przebicia o-
raz zwiekszenia przyczepnosci warstwy $§wiatlo-
czulej do podloza zastosowané sa pomiedzy pod-
lozem a warstwa cienkie dodatkowe powloki z
materialu izolacyjnego, na przykiad z zywicy or-
ganicznej. Powloki tego rodzaju pozwalaja uni-
knaé operacji tak dokladnego polerowania pod-
toza, niwelujac wplyw mikro- a nawet makronie-
réwnosci, a ponadto ze wzgledu na podwyiszenie
wytmzymatosci - dielektrycznej elementu uwmozli-

_ wiaja swobodniejszy dobdér grubosci warstw Swia-

ttoczulych.
Elementy $Swiatloczule zawierajace taka posred-
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nig izolacyjna powloke maja jednak te wade, ze
w. trakcie procesu kopiowania warstwa nie zosta-
je calkowicie rozladowana pod dzialaniem S$wiat-
ta. Wymagane jest stosowanie dodatkowych ope-
racji w celu usuniecia pozostalosci ladunku na po-
wierzchni elementu.

Celem wynalazku jest opracowanie elementu
$wiatteczulego odznaczajacego sie dobrymi para-
metrami elektrofotograficznymi, wysoka odporno-

-§cig na przebicia elektryczne oraz charakteryzujg-

cego sie zdolnoscia do calkowitego roziadowania

pod dzialaniem' $wiatta. Cel ten zostal osiggniety.

przez opracowanie elementu $wiatloczulego zawie-
rajgcego metalowe podloze i co najmniej jedna
warstwe $wiatloczuly, przy czym pomiedzy pod-
lozem a warstwg $wiatloczula lub Swiatloczutym
ukladem warstw elementu znajduje si¢ péiprzewo-
dzgca powloka o komdukttamcii skrosnej wiekszej
niz komduktancja skroéna warstwy $wiattoczulej lub
Swiatloczulego ukladu warstw w ciemnosci, wy-
konana z materialu zawierajacego co najmniej
jedng substancje o wilasnosciach blonotwérezych.
Potprzewodzaca powtoke stanowi warstwa z mie-
szaniny zawierajqcej substancje blonotworcza, jak

"spoiwo lakiernicze i co najmniej jeden skladnik .

bedacy péiprzewodnikiem lub metalem albo war-
stwa z substancji blonotwérczej o wlasciwosciach
pélprzewodnika. Grubo$§é powloki zawiera sie w
granicach 1—50 um, korzystnie 5—15 um.

Dzieki zastosowaniu posredniej powloki péiprze-
wodzacej, element naladowany w cyklu kopiowa-
nia do potencjalu siegajacego nawet kilku tysie-
cy woltbw nie wykazuje przebi¢ elektrycznych,
nadaje sie wiec do wykonywania wszelkich kopii,
od ktérych wymagana jest wysoka jako$é, a zwla-

_szcza kopii obrazéw péittonowych lub majacych

duze zaciemnione powierzchnie, na ktérych skutki
przebi¢ sg szczegblnie dobrze widoczne.

W procesie elektrofotograficznym przebicie wa-
rstwy Swiattoczulej nastepuje najtatwiej w czasie
jej ladowania, gdyz wtedy jej powierzchnia osia-
€a najwyiszy pebtencjal i ptynie przez nig najwigk-
szy prad elektiryczny. .

W elemencie §wiattoczulym, zawierajgcym pow-

toke poélprzewodzacg wedlug wynalazku, w czasie

tadowania calkowite napiecie wystepujace miedzy
powierachniaq ladowanej warstwy i podioZzem, roz-
klada sie na warstwe §wiatloczula i powloke poi-
przewodzgca w stosunku odwrotnie proporcjonal-
tiym do ich konduktancii Wskutek tego napigcie
na samej wanstwie Swiatloczulej nie osigga war-
tosci, przy ktérej mogloby nastapi¢ jej przebicie.
Umoizliwia to miedzy innymi stosowanie warstw
Swiatloczulych o niezbyt duzej grubosci, odzna-
czajgcych sie korzystnymi wlaSciwosciami uzytko-
wymi, a zwlaszcza wysoka S$wiatloczuloScig. Kon-
duiktancja powloki poéiprzewodzace]j powinmna byé
przy tym tak dobrara, aby powstajaca na niej w
czasie ladowania réznica potencjaléw zanikala,

"dzieki dostatecznie szybkiemu przeptywowi ladun-

kéw w czasie uplywajacym od:naladowania ele-
mentu $wiatloczulego do wywolywania utworzone-
£0 na nim obrazu elektrostatycznego.

Scisle okreflernie bezwzglednej warto§ci konduk-
tancji skrosnej powloki polprzewodzacej dla kaz-
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dego rodzaju elementu $wiatiéczulego nie jest mo
zliwe, gdyz powinna byé ona dobrana nie tylko
do wilasciwosci warstwy fotoprzewodzacej, lecz tak-
ze do warunkéw eksploatacji elementu $wiattoczule~
go w urzadzeniu kopiujacym. Ponadto w warunkach
procesu elekirofotograficzn.ego wobec duzych na-
tezen pola elektrycznego, konduktancja powloki
nie jest stala, lecz zalezy od natezenia pola, a za-
tem od sposobu i intensywnosci ladowania- elemen-
tu sSwiatloczulego w danym urzadzeniu kopiujg-
cym. Stad tez gléwnym warunkiem prawidiowego
dzialania elementu s$wiatloczulego - jest nie bez-
wzgledna wartosé, lecz stosunek konduktancji
skrosnej powioki péiprzewodzacej do konduktancji
skro$nej warstwy dwiattoczutej w ciemmnosci. W
dobrze dzialajacych elementach $wiatloczulych
wynosi on okolo 10 i jest w praktyce dobierany
doswiadczalr.ie do warunkéw pracy okreé’lonego
urzgdzenia elektrofotograficznego. Konduktancje
sk.roépa'powloki mozna zmieniaé latwo w bardzo
szerokich granicach przez dobér materiatéw, z kto-
rych jest sporzadzona oraz przez dobér jej grubo-
Sci. . :

Jako material powloki poélprzewodzacej wediug
wynalazku stosuje sie blonotworcze substancje or-
ganiczre jak zywica karbamidowa, ftalowa, epok-
sydowa, mocznikowa, rezolowa, poliamidowa, po-
liwinylowa, korzystnie modyfikowane dodatkami
zapewniajgcymi im dostateczng konduktywnose¢,
takimi jak chlorki, bromki, jodki, rodanki mag-
nezowcoOw lub metali przejsciowych, sole IV rze-
dowe amin albo mieszanirny substancji blonotwor-
czych z drobno sproszkowanymi poiprzewodnika-
kami jak'/ grafit lub tlenki, selenki i siarczki mie-
dzi, srebra, olowiu, Zzelaza albo ‘mieszanin sub-
stancji blonotwoérczych z drobno sproszkowanymi
metalami, jak cyma, cynk, glin, miedz.

Stosowanie powloki péiprzewodzacej, zawierajg-
cej substancje blonotworcze, oddzielajgcej warst-
we $wiatloczula od podioza daje jeszcze dodatko-
wo te korzys$é, ze nie jest przy tym konieczna du-
za gladko§é powierzchni podioza. Jako podloze
mozna stosowa¢ na przykiad blache aluminiowg
po standardowej obrobce walcowaniem. Mimo, ze
powierzchnia takiego podioza nie odznacza si¢ du-
zq gladkoscig, obecnosé powloki poélprzewodzacej
chroni warstwe swiatloczula przed miejscowymi
przebiciami. Przy odpowiednim doborze powloki
potprzewodzacej uzyskuje sie warstwe Swiatio-
czulg bardzo silrnie zwigzang z podiozem, a przez
to odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Przedmiot wynalazku objasniony zostanie szcze-
goétowo w przykiadach wykonania przedstawionych

- na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia elemert

Swiatloczuly wedlug wynalazku w postaci plyty,
a fig.' 2 fragment elementu $wiatloczulego w po-
staci bebna.

Przyktad I. Element s$wiatloczuly wedlug
wynalazku sklada si¢ z aluminiowego podloza 1,
na ktére naniesiono metodg lakiernicza péiprze-
wodzaca powloke 2 o grubosci 10 um z poliocta=-
ru winylu, zawierajgcego 6% dodatku chlorku
magnezu. Na péiprzewodzacej powioce 2 znajdu-
je sie warstwa $wiatloczula 3 o grubosci- 20 um
zawierajaca drobnoziarnisty tréjselenek arsenu
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zmieszany zé spoiweifi epoksydowym w stosunku
*40 czesSci wagowych AssSeg na 60 czeSci wagowych

spoiwa.

Przyklad IL Fragment elementu S$wiatfo-
czulbego w posttaci bebna sklada sie
z  aluminiowego talca - 4, na  Kktérego

powierzchni znajduje sie poiprzewodzaca po-
wioka 5 o grubosci 12 um z zywicy mocznikowo-
formaldehydowej z 4% dodatkiem jodku wapnio-
wego. Na powloke te nalozono warstwe Swiatto-
czuig 6 o grubosci 25 um zawierajgcg mieszanine
zlozona z 50% wagowych As;Seg i 50% wagowych
spoiwa epoksydowego.

Przyklad IIl. Inny element §wiatloczuly ma-
jacy postaé bebna, tak jak pokazany na fig. 2
skltada sie z aluminiowego podloza 4, na ktére
metoda lakiernicza namiesiono poédprzewodzaca po-
wloke 5 o grubosci 15 um zlozong z mieszaniny
zawierajacej 50° drobnoziarnistego siarczku obo-

wiawego i 50% spoiwa epoksydowego. Na pél- .

przewodzacej powloce znajduje sie warstwa foto-
przewodzaca 6 zlozona z warstwy o grubosci 10
pum i o skladzie takim jak w przykladzie poprzed-
nim oraz z warstwy o grubosci 5 um zawierajacej
mieszaning 90% wagowych drobnoziarnistego
siarczku kadmu i 10° wagowych .spoiwa epoksy-
dowego;

Przyktad IV. Element $wiatloczuly sklada sie

z podioza jak w przykladzie III, na ktérym znaj-
duje sie wedlug fig. 2 pélprzewodzaca powloka 4
o0 grubosci 8 um zawierajaca sadze zmieszang ze
spoiwem z zywicy ftalowo-karbamidowej w sto-
sunku wagowym 4:1. Na péiprzewodzacej powloce
znajduje sie warstwa Swiatloczula o grubosci 6
pm zawierajgca mieszanine 90% siarczku kadmu
i '10% spoiwa z zywicy karbamidowej.

Przykitad V. Element S$wiattoczuly wedtug
przykladu I zawierajacy jako powtoke poiprzewo-
dzacq 2 zgodnie z fig. 1 warstwe o grubosci 10
pm zlozona z mieszaniny 30% proszku aluminio-
wego i 70% spoiwa epoksydowego.

Przyktad VI Element $wiatloczuly wedlug
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przykladu II zawierajacy jako powloke péiprzé«
wodzaca 4 zgodnie z fig. 2 warstwe o grubosci
8 um zlozona z mieszaniny zywicy poliizocyjania-
nowej i zywicy poliestrowej z dodatkiem 6% po-
limeru tlenku styrenu zawierajscego w pozycji 2
grupe kwasu sulfonowego w postaci soli IV-rze-
dowej z N,N-dwuetylo-N-dodecyloamina.

Przyklad VII. Element $wiatloczuly wedlug
przykladu II zawierajacy jakio powiloke podprzewo-
dzgcy 4 zgodrie z fig. 2 warstwe o grubosci 5 pm
zlozong z mieszaniny 60°% sproszkowanego tlenku
zelazawo-zelazowego FegOy i 40% spoiwa z zywlicy
ftalowo-karbamidoweyj.

Zastrzezenia patentowe

1. Wielowanstwowy element S$wiattoczuly zwia-
szcza do zastosowahh w elektrofotografii zawiera-
jacy przewodzace podioze i co najmmiej jedng mrar-
stwe fotopmzewodzgca, znamienny tym, ze pomie-
dzy podiozem a warstwy fotoprzewodzaca znajdu-
je si¢ péiprzewodzgca powloka wykonana z mate-
riatu zawierajacego co najmniej jedna orgamiczng
rwieloczasteczkows substancje blonotwércza, przy
czym konduktancja skrosna powdoki jest wieksza,
korzystnie 10 razy wiekisza od konduktancji skros-
nej warstwy fotopmzewodzacej lub fotoprzewodza-
lcego ukladu warstw w ciemnosei, a grubosé pow-
loki wynosi 1 ym do 50 um, korzystnie 5 um do
15 pm,

2. Hlement wediug zastrz. 1, znamienny tym, ze
piiprzewodzaca powloka zawiera organiczng sub-
stancje blonotwéncza, taka jak zZywica ftalowa, ka
cbamidowa, mocznikowa, epokisydowa, poliwinylo-
wa lub ich mieszaniny, oraz dodatek substancji
zwigkszajgcych konduktancje powloki, takich jak
sole magnezowic6w i metali przejSciowych, sole IV-
rzedowe amimn, tlenki, siarczkii, selenki metali ciez-
kich, drobno sporoszkowane meftale lub wegiel w
postaci grafitu lub sadzy.
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